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Vorrichtung zum Beschichten von zumindest einer Substratbahn 
sowie eine Dosiervorrichtung 

V 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Beschichten von einer Sub- 
stratbahn mit einem Klebemittel gemaB dem Oberbegriff des Anspruchs 
1 sowie eine Dosiervorrichtung gemaB dem Oberbegriff des Anspruchs 
10. 



Aus der DE 101 57 365 Al geht eine Vorrichtung zum Laminieren Oder 
Beschichten eines Substrates hervor, bei der ein Mehrwalzensystem, 
bestehend aus einer Dosierwaize, einer Auftragswaize und einer Ge- 
gendruckwalze vorgesehen ist. Uber die bosierwaize wird ein Klebemittel 
3uf die Auftragswaize aufgetragen. Der Klebemittelfilm auf der Auf- 
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tragswalze wird auf eine Substratbahn ubertragen, welche einem zwi- 
schen der Auftragswaize und Gegendruckwalze gebildeten Spalt zuge- 
fuhrt wird. Diese beschichtete Substratbahn kann zur Weiterverarbeftung 
abgefCihrt werden oder bspw. mit einer weiteren Substratbahn uber eine 
Laminierwalze, welche der Gegendruckwalze zugeordnet ist, laminiert 
werden. Zur Einstellung der Dicke des Klebemittelfllmes ist vorgesehen, 
dass die Dosierwaize zur Auftragswaize verfahrbar ist. Somit kann die 
Dicke des aufzutragenden Klebennittelfilms eingestellt werden. 

Die Anforderungen an die Flexibllitat von Vorrichtung zum Beschichten 
Oder Laminieren von Substratbahnen steigt stetig an. Diese Anforderun- 
gen sind bestimmt durch die unterschiedlichen Materialstrukturen, die 
zum Beschichten oder zum Laminieren mit einer weiteren Substratbahn 
vorgesehen sind. Daruber hinaus ist auch eine Anpassung des Klebemit- 
telauftrages sowie der Art des Klebemittels an die Materialstrukturen von 
zumindest einer Substratbahn erforderlich, um eine gewunschte Be- 
schichtung oder sichere Verbindung zwischen zumindest zwei Substrat- 
schichten zu erzielen. 



Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zum 
Beschichten von zumindest einer Substratbahn und eine Dosiervorrich- 
tung zu schaffen, welche eine schnelle und einfache Einstellung und Um- 
rustung zumindest auf verschiedene Arten von Klebemittel oder ver- 
^/'schiedene Applikationsstrukturen des Klebemittels ermoglichen. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die Vorrichtung gemaB den 
Merkmalen des Anspruchs 1 gelost, 

Durch die erfindungsgemaBe Ausgestaltung der Vorrichtung mit einer 
Dosiervorrichtung, welche zumindest zwei voneinander abweichende 
Bereiche umfasst, die einem Dosierspalt zuordenbar sind, wird ermog- 
licht, dass eine einfache und schnelle Einstellung der Dosiervorrichtung 
zur Applikationswaize bzw. Auftragswaize ermoglicht ist, um verschiede- 
ne Applikationsstrukturen auf die zumindest eine Substratbahn aufzu- 
bringen und/oder verschiedene Klebemittel auf die Auftragswaize zu ap- 
plizieren. Da die Dosiervorrichtung zumindest zwei voneinander abwei- 
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chenden Bereiche aufweist, kann eine Einstellung- und Umrustung erfol- 
gen, ohne dass ein vollstandiger Austausch der Dosiervorrichtung erfor- 
derlich ist. Die Rustzeiten warden erheblich minimiert. Gleichzeitig ent- 
fallen auch Aufwendungen fur die Bevorratung von mehreren Dosiervor- 
richtungen, um unterschiedliche Klebemittel zu verarbeiten und/oder 
Applil<ationsstrukturen aufzubringen. 

Durch diese erfindungsgemaBe Vorrichtung ist ermoglicht, dass bspw. 
vollflachige Beschichtungen, vollflachige Bescliichtungen und Oberfla- 
chenstrukturen, offenporige Beschichtungen, wie bspw. sogenannte 
Open-Coating-Stmctures, sowie offenporige Beschichtungen mit Oberfla- 
chenstrukturen mit einer Dosiervorrichtung ermoglicht sind. Dadurch ist 
die Flexibilitat dieser Vorrichtung wesentlich erhoht und es konnen eine 
Vielzahl von unterschiedlichen Substratbahnen mit dem speziell dafur 
vorgesehenen Klebemittel beschichtet und/oder mit weiteren Substrat- 
bahnen laminiert werden. 

Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der Vorrichtung ist vorgesehen, 
dass die Dosiervorrichtung durch eine Rotationsbewegung, vorzugsweise 
um deren Langsachse, einstelibar ist, so dass die zumindest zwei Berei- 
che wahlweise dem Dosierspalt zugeordnet werden konnen. Dadurch 
wird eine schnelle Umrustung ermoglicht. Diese drehbare Anordnung der 
Dosiervorrichtung kann unabhangig von der Einstellung eines Dosier- 
^spaltes von der Dosiervorrichtung zur Auftragswaize erfolgen. Vorteil- 
hafterweise werden sowohl die Breite des Dosierspaltes als auch die Zu- 
ordnung des zumindest einen Bereiches der Dosiervorrichtung zum Do- 
sierspalt aufeinander abgestimmt. 

Zum Auftragen des Klebemittels auf die Auftragswaize weist die Dosier- 
vorrichtung vorteilhafterweise zumindest einen Bereich auf, der durch 
ein Rakel ausgebildet ist. Diese Rakel ragt zumindest teilweise in den 
Dosierspalt. Die Position des Rakels kann in einer positiven, neutralen 
Oder negativen Stellung sowie einer Zwischenposition zum Dosierspalt 
vorgesehen sein. Unter der neutralen Stellung ist bspw. die radiale Aus- 
richtung zur Langsmittelachse vorgesehen. Eine positive Rakelstellung 
zum Dosierspalt bzw. zur Auftragswaize umfasst eine Winkelposition, bei 
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der das Rakel eine Abstreiferfunktion einnimmt. Unter einer negatlven 
Rakelstellung ist eine Winkelposition des Rakels zum Dosierspalt bzw. 
zur Auftragswalze zu verstehen, be? der eine schneidende Wirkung vor- 
gesehen ist. Durcli die Positionierung des Rakels inn Dosierspalt kann 
vorteilhafterweise ebenfalls die Breite des Dosierspaltes einstellbar sein. 

Die Dosiervorrichtung weist vortefifiafterweise zumindest einen weiteren 
Bereich auf, der durch eine Umfangsflache oder einen Umfangswandab- 
schnitt gebildet ist. Diese Umfangsflache ist bevorzugt zumindest als 
Kreissegment ausgeblldet, so dass be! einer Anordnung dieses Bereiches 
♦zur Auftragswalze ein Dosierspalt durcli zwei einander gegenuberliegen- 
de Kreissegmente gebildet wird. 

Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorge- 
sehen, dass wenigstens eine glatte oder strukturierte Wirkflache an dem 
zumindest einen Bereich, an dem zumindest ein weiteren Bereich oder 
der Auhragswalze vorgesehen ist. Dadurch konnen neben einem vollfia- 
chigen Klebefilm auch unterschiedliche Oberflachestrukturen geschaffen 
werden. Bspw. kann die Auftragswalze eine Struktur aufweisen, die zum 
Auftragen von einzeinen Klebemittelpunkten fur eine offene Beschich- 
tungsstrul<tur vorgesehen ist. Durch Zuordnung einer glatten Wirkflache 
der Dosiervorrichtung kann bspw. auf einem Klebemittelfilm variabler 
Dicke zusatzlich die punktformige Struktur gegeben sein. Alternativ kann 
auch eine strukturierte Wirkflache an dem zumindest einen weiteren Be- 
reich vorgesehen sein, so dass bspw. die punktformige Strukturierung 
der Auftragswalze mit der strukturlerten Wirkflache des zumindest einen 
weiteren Bereich uberlagert wird. In Abhangigkeit der Einstellung der 
Spaltbreite kann dazwischen ein Klebemittelfilm vorgesehen sein. Analo- 
ges gilt auch fur den zumindest einen Bereich, der bevorzugt als Rakel 
ausgebildet ist. Das Rakel kann eine durchgehende Abziehkante aufwei- 
sen Oder eine strukturierte Abziehkante oder bereichsweise eine struktu- 
rierte Oder durchgehende Abziehkante aufweisen, so dass verschiedene 
Applikationsstrukturen des Klebemittels auf die Auftragswalze aufge- 
bracht werden konnen. Eine beliebige Kombination der einzeinen glatten 
Oder strukturierten Wirkflachen an den einander zugeordneten Kompo- 
nenten im Dosierspalt ist moglich. Zudem konnen auch mehrere unter- 
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schiedliche Bereiche auf der Dosiervorrichtung vorgesehen sein, wie 
bspw. eine glat±e oder strukturierte Wirkflache am AuBenumfang der 
Dosiervorrichtung und/oder ein Rakel mit einer durchgehenden Abzieh- 
kante und/oder einem Rakel mit einer weiteren strukturierten Abzieh- 
kante, so dass in diesem Ausfuhrungsbeispiel funf verschiedene Einstel- 
iungen zur Auftragswaize ermogliclit sind. Die Anzahl der unterscliiedli- 
Chen Wirkflachen bzw. Bereiche ist nicht auf dieses Beispiel beschrankt. 

Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, 
dass die Rotationsgeschwindigkeit der Auftragswaize und der Ge~ 
^ gendruckwaize im Gleichlauf oder mit einer Differenzgeschwindigkeit 
einsteiibar sind. Dadurch kann eine weitere Strukturierung im Auftragen 
des Klebemittelfilmes bzw. des Klebemittels auf die zumindest eine Sub- 
stratbahn ermoglicht sein. Beim Gleichlauf wird die auf die Auftragwaize 
aufgebrachte Applikationsstruktur identisch oder nahezu identisch auf 
die zumindest eine Substratbahn ubertragen. Bei einer Differenzge- 
schwindigkeit, bei der vorzugsweise die Gegendruckwaize schneller lauft 
a Is die Auftragswaize, wird eine Glattung der auf der Auftragwaize vor- 
gesehenen Applikationsstruktur ermoglicht. Je groSer die Differenzge- 
schwindigkeit ist, desto groBer wird die Glattung der Struktur und die 
Dicke der Klebemlttelbeschichtung kann verringert werden. 

Die Dosiervorrichtung ist gemaB einer vorteilhaften AusfCihrungsform 
r durch eine mechanische oder elektrische Stellvorrichtung zur Positionie- 
' rung der unterschiedlichen Bereiche der Dosiervorrichtung zum Dosier- 
spalt einsteiibar. Bspw. kann uber eine Steuerung der Beschichtungsan- 
lage die Dosiervorrichtung angesteuert werden, so dass wahrend dem 
Beschichten einer Substratbahn oder Laminieren eines Verbundes aus 
wenigstens zwei Substratbahnen unterschiedliche Applikationsstrukturen 
aufgebracht werden konnen. Somit kann der Dosierspalt als auch die 
Positionierung der Bereiche einsteiibar sein. Die elektrisch ansteuerbare 
Stellvorrichtung kann vorteilhafterweise auch die Position und Orientie- ' 
rung des Rakels ansteuern, so dass diese wahrend eines Beschichtungs- 
oder Laminiervorganges veranderbar ist oder sind. 
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Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorge- 
sehen, dass die Dosiervorrichtung eine temperierbare Einrichtung um- 
fasst, welche zumindest innerhalb Oder auBerhalb der Dosiervorrichtung 
vorgesehen ist. Bspw. kann in der vorzugsweise walzenformig ausgebil- 
deten Dosiervorrichtung ein oder mehrere Kuhl- und/oder Heizelemente 
vorgesehen sein, welche fur die Temperierung der Dosiervorrichtung und 
somit des zwischen der Dosiervorrichtung und der Auftragwaize gespei- 
cherten Klebemittels vorgesehen sein. Alternativ oder zusatzlich kann 
vorgesehen sein, dass auBerhalb der Dosiervorrichtung eine Heiz- 
und/oder Kuhleinrichtung vorgesehen ist, welche auf die Dosiervorrich- 
tung und/oder das Klebemittel wirkt. Dies kann bspw. durch Strahlung 
erfolgen oder durch unmittelbaren Kontakt der temperierbaren Einrich- 
tung mit der Dosiervorrichtung und dem bevorrateten Klebemittel. 

Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Vorrichtung ist vor- 
gesehen, dass vor der Auftragswaize in Zufuhrrichtung der zumindest 
einen Substratbahn gesehen eine Fuhrungswaize zugeordnet ist, welche 
zur Einstellung eines Umschlingungswinkels der Substratbahn an der 
Auftragswaize vorgesehen ist. Dadurch kann bspw. beim Beschichten 
einer gitterformigen oder netzformigen Substratbahn ermoglicht sein, 
dass diese gitter- oder netzformige Materialbahn auf einer Seite mit Kle- 
bemittel versehen wird und wahrend dem Durchlaufen zwischen der Auf- 
tragswaize und der Gegendruckwaize ein Durchdrucken des Klebemittels 
durch die Substratbahn nicht gegeben ist. Somit kann eine gitterformige 
Oder netzformige strukturierte Substratbahn einseitig beschichtet wer- 
den, wobei der Spalt zwischen der Auftragswaize und der Gegendruck- 
waize derart vorgesehen ist, dass ein Durchdrucken nicht gegeben ist 
und ggf. eine Glattung des Klebemittels oder der Klebemittelstruktur 
ermoglicht ist. 

ErFindungsgemaB wird die Aufgabe durch eine Dosiervorrichtung gelost, 
welche einen zumindest teilweisen walzenformigen Korper umfasst, der 
zumindest zwei voneinander abweichende Bereiche zum Aufbringen des 
Klebemittels aufweist. Durch diese zumindest zwei voneinander abwei- 
chende Bereiche konnen verschiedene Applikationsstrukturen und/oder 
yerschiedene Klebemittel in Anpassung an die zu beschichtende, zumin- 
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dest eine Substratbahn oder zu laminierende Substratbahnen ermoglicht 
sein. Die Flexibilftat der Beschlchtungsanlage ist beim Einsatz dieser Do- 
siervorrichtung erhoht und die Einstell- und Umrustzeiten minimiert. Da- 
durch kann ein schneller Wechsel von unterschiedlichen Beschichtungs- 
und Laminieraufgaben durchgefuhrt werden, wodurch die l^aschinenaus- 
lastung erhoht wird. 

Die Dosiervorrichtung weist vorteilhafterweise zumindest einen Bereich 
auf, der durch ein einstellbares Rakel ausgebildet ist und zumindest ei- 
nen weiteren Bereich, der aus einem Umfangswandabschnitt des zumin- 
dest teilweise walzenformigen Korpers besteht. Diese zumindest zwei 
voneinander abweichenden Bereiche ermoglichen das Aufbringen von 
eine vollflachigen Klebemittelschicht sowie einer vollfiachigen Klebemit- 
telschicht mit einer Oberflachenstruktur als auch eine offenporige bzw. 
luftdurchlassige Klebemittelschicht, die zusatzlich auch eine Oberfla- 
chenstruktur aufweisen kann. 

Die Dosiervorrichtung weist in dem zumindest einem weiteren Bereich 
vorteilhafterweise zumindest einen Abschnitt einer Umfangswand auf, 
der zumindest eine glatte oder strukturierte Oberflache aufweist. Da- 
durch konnen verschiedene Strukturen fur die Klebemittelschicht aufge- 
bracht werden. Bevorzugt ist sowohl eine glatte Oberflache als auch eine 
Oder mehrere strukturierte Oberflachen auf der Dosiervorrichtung vorge- 
- sehen, so dass eine hohe Variantenvielfalt gegeben ist. 

Die Dosiervorrichtung weist in dem zumindest einen Bereich vorteilhaft- 
erweise ein Rakel auf, welches losbar in dem Korper vorgesehen ist und 
in einer neutralen, positiven oder negativen Stellung einstellbar oder 
angeordnet ist. Durch ein derartiges Rakel kann sowohl eine Einstellung 
der Dosierbreite vorgesehen sein, in dem das Rakel mehr oder weniger 
uber die benachbarte Umfangsflache des Korpers hinausragt. Des weite- 
ren kann eine fest in dem Korper vorgesehen Positionierung des Rakel in 
einer fest vorgesehenen Stellung vorgesehen sein. Alternativ kann eben- 
falls vorgesehen sein, dass das Rakel in seiner positiven, neutralen oder 
negativen Stellung wahlweise sowie in einem beliebigen Winkel einstell- 
bar und fixierbar ist. 
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Das in dem zumindest einen Bereich vorgesehene Rakel welst vorteil- 
hafterweise zumindest eine abschnittsweise durchgehende Oder struktu- 
rierte Abziehkante auf. Die strukturlerte Abziehkante kann in Abhangig- 
keft einer strukturierten Oberflache auf den zunnindest einen weiteren 
Bereich abgestimnnt sein, so dass die Variantenvieifait fur die Applikati- 
onsstruktur erhoht ist. 

Die zunnindest zwei Bereiche der Dosiervorrichtung sind derart an dem 
zumindest teilweise walzenformigen Korper vorgesehen, dass durch eine 
Drehbewegung der Dosiervorrichtung die zumindest zwei Bereiche eine 
- mit einer Auftragswaize gebildeten Dosierspalt zuordenbar ist. Durch die 
Schwenkbewegung ist eine schnelle und einfache sowie eine positions- 
genaue Anordnung der zumindest zwei Bereiche am Dosierspalt ermog- 
licht. 

Die Dosiervorrichtung weist zumindest eine temperierbare Einrichtung 
auf. Diese kann sowohl zur Kuhlung als auch zum Heizen vorgesehen 
sein, urn sowohl kaite Klebemittel als auch HeiBklebemittel zu verarbei- 
ten. 

Die Dosiervorrichtung weist zur Aufnahme von zumindest einem Rakel 
eine schneil losbare Befestigung auf, so dass ein schneller Austausch 
ermoglicht ist, wodurch wiederum die Stillstandzeiten der Beschich- 
^tungsanlage verringert werden. 

Die schneil losbare Befestigung des Rakels kann vorteilhafterweise auch 
zur Einstellung einer Winkelposition vorgesehen sein. Vorteilhafterweise 
ist des weiteren vorgesehen, dass bei der Anordnung von einem oder 
mehreren Rakein die jeweilige Winkelposition auch durch einen Stellme- 
chanismus einzein oder gemeinsam ansteuerbar sind. 

Die Dosiervorrichtung weist bevorzugt in gleicher Teilung uber den Um- 
fang des zumindest teilweisen walzenformigen Korper zueinander 
beabstandet die zumindest zwei Bereiche auf. Dadurch konnen zwischen 
den Bereichen groStmogliche Abstande geschaffen werden. Alternativ 
kann auch eine ungleiche Teilung vorgesehen sein. 
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Die Erfindung sowie weitere vorteflhafte AusfClhrungsformen und Weiter- 
bfldungen derselben werden im folgenden anhand dem in der Zeichnung 
dargestellten Beispiel naher beschrieben und eriautert. Die der Beschrei- 
bung und der Zeichnung zu entnehmenden Merkmale Iconnen einzein fur 
sich Oder zu mehreren in beliebiger Kombination erfindungsgemaB an- 
gewandt werden. Es zeigen: 

Figur 1 elne schematische Seitenansicht einer l^ehrzweckbe- 
schichtungs- und Laminieranlage, 

Figur 2 eine schematische Darstellung der Vorrichtung zum 

Beschichten oder Laminieren von zunnindest einer 
Substratbahn, 

eine schematische Ansicht des Details X gemaB Figur 
2, 

eine weitere schematische Darstellung der Vorrich- 
tung in einer alternativen Positionierung der Dosier- 
vorrichtung zum Beschichten oder Laminieren von 
zumindest einer Substratbahn, 

eine schematische Ansicht des Details Y gemaB Figur 
4, 

eine weitere schematische Darstellung der Vorrich- 
tung in einer alternativen Positionierung der Dosier- 
vorrichtung zum Beschichten oder Laminieren von 
zumindest einer Substratbahn, 

eine schematische Ansicht des Details Z gemaB Figur 
6, 

eine schematische Darstellung der Vorrichtung mit 
einer zusatzlichen Fuhrungswaize und 



Figur 3 



Figur 4 



Figur 5 



Figur 6 



Figur 7 



Figur 8 
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Figur 9 e!ne schematlsche Teilansicht eines Rakels. 

In Figur 1 ist eine schematische Seitenansicht einer Beschichtungs- und 
Laminieranlage 11 dargestellt. An einem Maschinengestell 12 ist eine 
Dosiervorrichtung 14, eine Auftragswalze 16 und eine Gegendruckwalze 
Oder getriebene Waize 17 vorgesefien. Diese bilden ein Melirwalzensys- 
tem 18, welche zunn Beschicliten von Substratbahnen 19 m|t einem Kle- 
bemittel 21 eingesetzt werden. 

Im Ausfuhrungsbeispiel wird die Substratbahn 19 mit einenn Klebemit±el 
^21 beschichtet. AnschlieBend wird eine Substratbahn 22 uber eine oder 
mehrere Walzen einer Laminierwaize 23 zugefuhrt, welche der Ge- 
gendruckwalze 17 zugeordnet ist, so dass die Substratbahn 22 auf die 
mit Klebemittel 21 versehene Substratbahn 19 laminiert wird. Dieses 
gebildete Laminat 24 wird aus der Beschichtungs- und Laminieranlage 
11 zur Weiterverarbeitung oder Bevorratung herausgefuhrt. Das gebilde- 
te Laminat 24 kann aus zwei oder mehreren Substratbahnen oder Be- 
schichtungen bestehen. 

In Figur 2 ist eine schematische Darstellung einer erfindungsgemaBen 
Vorrichtung 26 sowie der erfindungsgemaBen Dosiervorrichtung 14 dar- 
gestellt. Die Dosiervorrichtung 14 ist bspw. auf gleicher Ebene mit der 
Auftragswalze 16 angeordnet. Zwischen der Dosiervorrichtung 14 und 
der Auftragswalze 16 ist ein Dosierspalt 28 ausgebiidet, uber den Kle- 
' bemittel 21 auf die Auftragswalze 16 aufgetragen wird. Oberhalb des 
Dosierspaltes 28 ist das Klebemittel 21 bevorratet. Nach dem Auftragen 
des Klebemittels 21 auf die Auftragswalze 16 wird das Klebemittel 21 auf 
eine Seite der Substratbahn 19 aufgetragen. Hierfur ist zwischen der 
Auftragswalze 16 und der Gegenwaize 17 ein Spalt ausgebiidet, dem die 
Substratbahn 19 zugefuhrt wird. Sofern nur eine Beschichtung vorgese- 
hen ist, kann die beschichtete Substratbahn 19 zur Weiterverarbeitung 
Oder Bevorratung abgefuhrt werden. Im vorliegenden Ausfuhrungsbei- 
spiel wird die Substratbahn 19 mit ihrer mit Klebemittel 21 beschichte- 
ten AuBenseite um 180° an der Gegendruckwalze 17 umgelenkt und die 
Substratbahn 22 wird zugefuhrt, so dass in einem Laminierpunkt 29 das 
Laminat 24 gebildet wfrd. 
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Die Dosiervorrichtung 14 steht wahrend eines Beschichtungs- oder La- 
miniervorganges still. Die Auftragwaize 16, Gegendruckwaize 17 und 
Laminierwalze 23 werden gemaB der Pfeilrichtung gedreht. Diese Walzen 
konnen eigenstandig angetrieben oder getrieben werden. 

Der Begriff Substratbahn ist im weiten Sinne zu verstehen und umfasst 
Gewebe, Gewirke, Webware, Strickware, Schllngenware, nicht gewebte 
Materialien, atnnungsaktrve Matehalien, sonstige Textilien, Schaumstruk- 
turen, Fasergewebe, Vliese oder dergleichen. Hierbei kann es sich nicht 
nur urn ein einlagiges Material, sondern auch um ein mehrlagiges Ver- 
bundmaterial oder bereits hergestelltes Laminat handein, welches mit 
einem oder mehreren weiteren Substratbahnen zu einem neuen Laminat 
verbunden wird. 

Zum Einsatz in derartigen Beschichtungs- und Laminieranlagen 11 
kommen verschledenartige Klebemittel 21. Hierbei handelt es sich zu- 
meist um thermoplastische Klebemittel, welche die Eigenschaft aufwei- 
sen, dass diese oberhalb eines Erweichungs- oder Schmelzpunktes eine 
Verblndung mit weiteren Materialien eingehen. Des weiteren konnen 
auch sogenannte Kaltklebemittel 21 vorgesehen sein. Die Klebemittel 
konnen ebenfalls hoch- oder niederviskos sein. 

Zur Herstellung einer Klebemittelbeschichtung oder eines Laminats wer- 
den des weiteren unterschiedliche Applizierstrukturen des Klebemitteis 
^ 21 gewunscht. Zum Auftrag unterschiedlicher Applizierstrukturen kann 
die Dosiervorrichtung 14 und/oder die Auftragswaize 16 entsprechende 
Strukturen und Oberflachen aufweisen. Die Dosiervorrichtung 14 besteht 
zumindest teilweise aus einem walzenformigen Korper 31, der um eine 
Langsachse 32 drehbar gelagert ist. Des weiteren ist die Langsachse 32 
entlang dem Pfeil 33 verschiebbar angeordnet, wobei die Rotation und 
die Verschiebbarkeit sich uberlagern konnen. Durch die Verschiebbarkeit 
gemaS Pfeil 33 wird die Spaltbreite des Dosierspaltes 28 voreingesteilt 
Oder eingestellt. Durch die Drehung des Korpers 31 der Dosiervorrich- 
tung 14 erfolgt eine Einstellung der Dosiervorrichtung 14 auf verschie- ■ 
dene Applizierstrukturen. In einem ersten Bereich 34 der Dosiervorrich- 
tung 14 ist ein Rakel 36 vorgesehen, welches gemaB dem Ausfuhrungs- 
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beispiel dem Dosierspalt 28 zugeordnet ist. Des wefteren weist die Do- 
siervorrichtung 14 zwei weitere Rakel 36 auf sowie zwei weitere Bereiche 
37, wefche an einer Umfangswand oder einem Umfangswandabschnit± 
38 des Korpers 31 ausgebildet sind. Die weiteren Bereiche 37 umfassen 
eine glatte Oberflachenstrulctur 39 sowie elne strul<turierte Oberflache 
41. Die Dosiervorriclitung 14 Ist beispielhaft als walzenformiger Korper 
31 ausgebildet. Andere Korperformen, welche zumindest einen ersten 
Bereich 34 und zumindest einen weiteren Bereich 37 aufweisen sind e- 
benfalls als Korper 31 moglich. 

Die Auftragswalze 16 weist gemaB Figur 2 beispielsweise eine punktfor- 
^ mige Struktur 43 auf, welche das Klebemittel 21 aufnimmt und auf die 
Substratbahn 19 ubertragt. 

Der Dosierspalt 28 wie die Anordnung des Rakel 36 gemaB dem Detail X 
in Figur 2 ist in Figur 3 vergroBert dargestellt. Das Rakel 36 ist uber eine 
schnell losbare Befestigung 46, vorzugsweise eines Exzenterspanners, 
befestigt. Durch diese losbare Befestigung 46 kann das Rakel 36 mehr 
Oder weniger in einen Spalt 47 eintauchen und somit auf eine entspre- 
chende Dosierbreite eingesteilt werden. In dieser Positivstellung weist 
das Rakel 36 eine Abstreiferfunktion auf. Das Klebemittel 21 wird in die 
Struktur 43 der Auftragswalze 16 eingebracht, wobei die benachbarten 
Umfangsflache frei von Klebemittel 21 gehalten werden. Somit kann eine 
offenporige oder eine luftdurchlassige Beschichtungsstruktur auf die 
Substratbahn 19 aufgetragen werden. Bevorzugt wIrd die Rotationsge- 
schwindigkeit der Gegendruckwaize 17 gleichlaufend zur Auftragwaize 
16 eingesteilt, so dass die Beschichtung der Substratbahn 19 im wesent- 
lichen die Struktur 43 der Auftragswalze 16 umfasst. 

Die in Figur 3 dargestellte Rakeleinstellung wird bevorzugt fur thermo- 
plastische Kleber und PUR(Polyurethan)-Kleber verwendet, die sowohl 
hochviskos als auch niederviskos sein konnen. 

In Figur 4 ist die Dosiervorrichtung 14 in einer zu Figur 2 abweichenden 
Position angeordnet. Aus Figur 5 geht die vergroBerte Darstellung des 
Details Y in Figur 4 hervor, aus der die Positionierung des Rakels 36 bes- 
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ser erslchtlich ist. Das Rakel 35 ist in einer negativen Position angeord- 
net. Es ist somit eine Art sciineidende Anordnung gegeben, welclie er- 
moglicht, dass das Klebemittel in der Struktur43 der Auftragswaize 16 
verbieibt, wohingegen die benachbarte Umfangswand von der Auftrags- 
waize 16 frei von Klebemittel 21 gehalten wird. DIese Stellung wird be- 
vorzugt fur PUR-Klebstoffe, insbesondere niederviskose PUR-Klebstoffe 
gewahlt. 

In Figur 6 ist eine weitere Posltionlerung der Dosiervorrichtung 14 dar- 
gestellt, bei der der zumindest eine weitere Bereich 37 dem Dosierspalt 
28 zugeordnet ist. In Figur 7 ist das Detail Z gemaS Figur 6 vergroBert 
'^.dargestellt. Durch diese Anordnung wird ein Klebemittelfilm entspre- 
chend der Starke des eingestellten Dosierspaltes 28 abgegeben, welcher 
durch die Struktur 43 der Auftragswaize 16 uberlagert ist. Sonnit wird 
auf die Substratbahn 19 eine vollflachige Beschichtung aufgetragen, wel- 
che auf der Oberseite eine punktformige Struktur aufweist. 

Beim Gleichlauf der Auftragwaize 16 und Gegenwaize 17 bleibt diese 
Struktur des Klebemittel 21 auf der Substratbahn 19 erhalten. Ober die 
Differenzgeschwindigkeit der Gegendruckwaize 17 zur Auftragswaize 16, 
wobei die Gegendruckwaize 17 die hohere Geschwindigkeit aufweist, 
wird zumindest die durch die Auftragswaize 16 gebildete Struktur 43 des 
Klebemittel 21 geglattet. Je groBer die Differenzgeschwindigkeit ist, des- 
to g latter wird die Struktur. Zusatzlich kann auch eine Verringerung der 
^ Klebemittelschicht gegeben sein. 

In Figur 8 ist eine weitere Anordnung der erfindungsgemaBen Vorrich- 
tung 26 und Dosiervorrichtung 14 dargestellt. Die Zufuhrung der Sub- 
stratbahn 19 zum Spalt zwischen der Auftragswaize 16 und der Ge- 
gendruckwaize 17 erfolgt zumindest uber eine Fuhrungsrolle 49. Durch 
diese Fuhrungsrolle 49 kann ein Aniiegen der Substratbahn 19 an der 
Auftragswaize 16 vor Zufuhrung zum Spalt zwischen der Auftragswaize 
16 und der Gegendruckwaize 17 bestimmt werden. Diese Anordnung 
wird insbesondere bei stark strukturierteh Materialien verwendet. Da- 
durch wird eine Seite der Substratbahn 19 mit Klebemittel 21 beschich- 
tet und die Gegendruckwaize 17 kann auf Spalt zur Auftragswaize 16 
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eingestellt werden, wodurch erzielt wird, dass ein Klebemitteldurch- 
schlag zur Gegendruckwaize nicht gegeben ist. 

In Figur 9 ist beispielhaft ein Abschnitt eines Ral<e[ 36 ausgebildet, wel- 
ches eine strukturierte Abziehkante 42, beispielsweise eine Zahnreihe 
aufweist, deren Geometrie, Form und Tiefe der Zahne wahlweise ausge- 
bildet wird. Alternativ kann vorgeselien sem, dass das Rake! eine zumin- 
dest abschnittsweise durchgehende Abziehkante umfasst. 

Die Dosiervorrichtung 14 ist durch die Drehung um deren Langsachse 32 
auf unterschiedliche Klebemitte! und Applizierstrukturen einstellbar, Zu- 
l^vsatzlich konnen durch den Einsatz von verschiedenen Rakein 35 

und/oder deren verschiedenen Posltionen verschiedene Applikations- 
strukturen auf die Auftragswaize 16 aufgebracht werden, welche wieder- 
um in Abhangigkeit der Verfahrgeschwindigkeiten von der Auftragswaize 
16 und Gegendruckwaize 17 variiert werden konnen. 

Des weiteren kann die Dosiervorrichtung 14 Bereiche aufweisen, in wel- 
chen Segmente einsetzbar sind, die unterschiedliche Oberflachenstruktu- 
ren aufweisen. Bspw. kann ohne ein Auswechsein der Dosiervorrichtung 
14 ein Bereich 37 durch einen anderen Bereich 37 ersetzt werden, indem 
der weiteren Bereich 37 nicht unmittelbar auf den Korper 31 der Dosier- 
vorrichtung 14 aufgebracht ist, sondern durch Segmente austauschbar 
^ von dem Korper 31 aufgenommen sind. Die Segmente konnen durch 
""sbenachbarte Klemmvorrichtungen befestigt werden. Derartige Kreisseg- 
mente konnen als sogenannte Klischees ausgebildet werden, so dass 
durch Herstellung mehrerer Arten von Klischees eine schnelle Umriistung 
gegeben ist. Diese Klischees konnen sich uber die Lange der Dosiervor- 
richtung 14 erstrecken oder aus mehreren Elementen bestehen, 

Alternativ konnen anstelle eines Rakels 36 ahnlich oder ahnlich geelgne- 
te Elemente losbar zum Korper 31 der Dosiervorrichtung 14 vorgesehen 
sein. 

Die vorbeschriebenen Merkmale sind in beliebiger Weise miteinander 
komblnierbar und jeweils fur sich erfindungswesentlich. 
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Anspriiche 



1. Vorrichtung zum Beschfchten von zumindest einer Substratbahn (19) 
Oder zum Lamlnieren von zumindest einer Substratbahn (22) auf eine 
mit Klebemittein (21) beschichtete Substratbahn (19) zur Bildung ei- 
nes Laminats (24), mit einer Dosiervorrichtung (14), die einer 
Auftragswaize (16) zum Auftragen von Klebemittel (21) zugeordnet 
ist und mit einer Gegendruckwaize (17), die der Auftragswaize (16) 
zugeordnet ist und zwischen denen die zumindest eine Substratbahn 
(19) zum Auftragen des Klebemittels (21) zugefuhrt wird, wobei die 
Dosiervorrichtung (14) zur Einstellung einer Breite des Dosierspaltes 
(28) zur Auftragswaize (16) verschiebbar angeordnet ist, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Dosiervorrichtung (14) zumindest zwei 
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voneinander abweichende Bereiche (34, 37) umfasst, die einem Do- 
slerspalt (28) zum Auftragen von Klebemittel (21) wahlweise zuor- 
denbar sind. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass durch 
Drehung der Dosiervorrichtung (14), vorzugsweise um deren Langs- 
achse (32) die zumindest zwei Bereiche (34, 37) dem Dosierspalt 
(28) zuordenbar sind. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
der zumindest eine Bereich (34) ein Rakel (36) umfasst, welches in 
einer Position zum Dosierspalt (28) einstellbar ist. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
der zumindest eine weitere Bereich (37) durch einen Umfangswand- 
abschnitt (38) der Dosiervorrichtung (14) gebildet ist, 

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass wenigstens eine glatte oder strukturierte Wirk- 
flache am zumindest einen Bereich (34), am zumindest einen weite- 
ren Bereich (37) oder der Auftragswaize (16) vorgesehen ist. 

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Rotationsgeschwindigkeit der Auftragswaize 

N (16) und der Gegendruckwaize (17) im Gleichlauf oder im Differenz- 
lauf einstellbar ist. 

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine mechanische oder elektrisch antreibbare 
Stellvorrichtung zur Einstellung der Bereiche (34, 37) der Dosiervor- 
richtung (14) vorgesehen ist. ^ 

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Dosiervorrichtung (14) eine temperierbare 
Einrichtung umfasst, welche zumindest innerhalb oder auBerhalb der 
Dosiervorrichtung (14) angeordnet ist. 
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9. Vorrlchtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass vor der Auftragswaize (16) in Zufuhrrichtung 
der Substratbahn (19) gesehen eine Fuhrungswaize (49) zugeordnet 
. ist, welche zur Einstellung eines Umschlingungswlnkels der Substrat- 
bahn (19) an der Auftragswaize (16) vorgesehen ist. 

10- Dosiervorrichtung zum Auftragen von Klebemittel (21) auf eine Auf- 
tragswaize (16) zur Beschichtung einer Substratbahn (19) oder zum 
Laminleren von zumindest einer Substratbahn (22) auf eine mit Kle- 
bemittel (21) beschichtete Substratbahn (19), insbesondere fur eine 
Vorrichtung gemaB einem der Anspruche 1 bis 9, mit einem zumin- 
^ dest teilweise walzenformigen Korper (31), der Befestigungselemente 
am jeweils auBeren Ende des Korpers (31) aufweist, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Korper (31) zumindest zwei voneinander ab- 
weichende Bereiche (34, 36) zum Auftragen des Klebemittels (31) 
aufweist. 

11. Dosiervorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass 
der zumindest eine Bereich (34) durch ein vorzugsweise einstellbares 
Rakel (36) und der zumindest eine weitere Bereich (37) durch zu- 
mindest einen Umfangswandabschnitt (38) des Korpers (31) ausge- 
bildet ist. 

12. Dosiervorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeich- 
net, dass der zumindest eine weitere Bereich (37) des zumindest 
teilweise ausgebildeten walzeformigen Korpers (31) durch eine glatte 
Oder strukturierte Oberflache (39, 41) ausgebildet ist. 

13. Dosiervorrichtung nach einem der Anspruche 10 bis 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der zumindest eine Bereich (34) ein Rakel (36) 
umfasst, welches durch eine neutrale, positive, negative Stellung 
zum Dosierspalt (28) einstellbar ist. 

14. Dosiervorrichtung nach einem der Anspruche 10 bis 13, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das Rakel (24) eine durchgehende oder struktu- 
rierte Abziehkante aufweist. 
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IS.DosIervorrichtung nach einem der Anspruche 10 bis 14, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die zumindest zwei dem AuBenumfang des Kor- 
pers (31) zugeordneten Bereiche (34, 37) durch eine Rotationsbewe- 
gung um die Langsachse (32) des Korpers (31) einstelibar sind. 

IS.Dosiervorrichtung nacli einem der Anspruche 10 bis 15, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass zumindest an oder in dem Korper (31) zumindest 
eine temperierbare Einrichtung vorgesehen ist. 

17. Dosiervorrichtung nach einem der Anspruche 10 bis 16, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das Rakel (36) durch eine schnell losbare Befesti- 
gung, insbesondere Exzenterspannung am Korper (31) befestigt ist. 

IS.Dosiervorrichtung nach einem der Anspruche 10 bis 17, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass eine Winkelpositlon des Rakels (36) durch eine 
schnell losbare Befestigung wahlweise einstelibar ist, 

19. Dosiervorrichtung nach einem der Anspruche 10 bis 18, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Bereiche (34, 37) zur Dosierung des Klebe- 
mittelauftrags in gleicher Teilung uber den Umfang vertellt am Korper 
(31) vorgesehen sind. 

20. Dosiervorrichtung nach einem der Anspruche 10 bis 19, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die positive, negative, neutrale oder weitere Zwi- 
schenstellung des zumindest einen Rakels (34) durch einen Stellme- 
chanismus, der mechanisch oder elektrisch angetrieben ist, einsteli- 
bar ist. 
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Vorrichtung zum Beschichten von zumindest einer Substratbahn 
sowie eine Dosiervorrichtung 

Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Beschichten von zumindest 
einer Substratbahn (19) oder zum Laminieren von zumindest einer Sub- 
stratbahn (22) auf eine mit Klebemittein (21) beschichtete Substratbahn 
(19) zur Bildung eines Laminats (24), mit einer Dosiervorrichtung (14), 
die einer Auftragswaize (16) zum Auftragen von Klebemittel (21) zuge- 
ordnet ist und mit einer Gegendruckwaize (17), die der Auftragswaize 
(16) zugeordnet ist und zwischen denen die zumindest eine Substrat- 
bahn (19) zum Auftragen des Klebemittels (21) zugefuhrt wird, wobei 
die Dosiervorrichtung (14) zur Einstellung einer Breite des Dosierspaltes 
(28) zur Auftragswaize (16) verschiebbar angeordnet ist, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Dosiervorrichtung (14) zumindest zwei voneinan- 
der abweichende Bereiche (34, 37) umfasst, die einem Dosierspalt (28) 
zum Auftragen von Klebemittel (21) wahlweise zuordenbar sind. (Hierzu 
Figur 2) 
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